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V²ce neģ 2 000 000
tranzistorŢ v 45nm 
technologii mŢģe bĨt 
integrov§no na plochu teļky 
za vŊtou.
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Proļ kŚem²k ?

28,0885

14Si 
2,33 g/cm 3

KŚem²k

ÅSnadno dostupnĨ - DruhĨnejrozġ²ŚenŊjġ² prvek v zemsk® kŢŚe
ÅPloġnŊ centrovan§ kubick§ struktura
ÅKaģdĨ atom kŚem²ku m§ ļtyŚi sousedy se kterĨmi tvoŚ² vazbu

Proļ je kŚem²k tak obl²ben?
NejlevnŊjġ² pŚ²prava vysoce ļist®ho kŚem²ku
Vytv§Śen² termick®ho oxidu ïplan§rn² 

technologie
RelativnŊ vysok§ hodnota mŊrn®ho odporu 

intrinsick®ho kŚem²ku ï23 kW
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KŚem²k - uvnitŚ monokrystalu
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MonokrystalickĨ a amorfn² Si

MonokrystalickĨ
Amorfn²
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Defekty v monokrystalu

Vakance

Interstici§ln² polohaFrenkelova porucha
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PŚ²mŊs² nŊkterĨch prvkŢ - dopantŢ- lze 
vĨraznŊ ovlivnit elektrickou vodivost kŚem²ku
b·r, fosfor , arz®n.

Elektrick§ rezistivita kŚem²ku v z§vislosti na koncentraci pŚ²mŊs²
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Typ vodivosti kŚem²ku

Typ vodivosti

P
(Pozitivn²)

10,81

5B
B·r

Typ vodivosti

N
(Negativn²)

74,9216

33As 

Arz®n

30,97376

15P
Fosfor
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VĨrobn² proces
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Proļ je integrace tak vĨhodn§?

�„ Vyġġ² funkļn² schopnost
�„ Vyġġ² rychlost
�„ Vyġġ² spolehlivost
�„ Niģġ² spotŚeba energie
�„ Niģġ² cena
�„ Vytv§Śen² miliard identickĨch elektronickĨch souļ§stek se 

100% stavem
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Z§kladn² operace vytv§Śen² IO

�„ PŚ²prava monokrystalŢ a substr§tŢ
�„ Litografie

�„ Lept§n²
�„ Termick§ oxidace Si
�„ Dif¼ze
�„ Implantace

�„ Fyzik§ln², chemick® vytv§Śen² vrstev
�„ Epitaxe

�„ PouzdŚen²


